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г. овшив гадания

:.Г . Рекомендуемая технология предусматривает изготовление нега- 
тилкых масок метолом механичесгого гравирования и даахюзн- 
тзаоэ с них методом контактного ко парования при подготовке 
к издания топографических карт и шгаяов всего масштабного 
ряда, а также фотокарт, тематических н специальных карт.

1.2. В основе технологии положено использование пленки ОГС-П 
.'176-17-713-75, разработанной КазНИИтехфотопроектом,в также 
оессеребряных пленок Фотоконт-прозрачная T76-I5-0I-I87-80 
а Дазкбзт ТЗ на НИР от декабря 1981 г . ,  разработанных ВНИИ 
хть-лроектзм совместно с Предприятием А 7 ШК при СМ СССР, 
выпускаемых КазНИИтехфатопроекток.

1.3. Кленка ОГС-П изготовлена на бесцветной подсдоироаянной с 
обеих сторон полиэтилентерефталатзой основе толщиной 100 мкм. 
Г. одной стороны на нее нанесен грунт-слой п красный основ­
ной: слой, которые вместо составляет эмаль. Змаяь играет 
роль неактинкчного маскпрундего средства. Эмаль :агяо уда­
ляется с лавсановой основы да тах участках плеши, где оде  ̂
лвнв надрезы.

Х.4. Основные технические характеристика пленки ОГС-П:
Размера рулонов:

ширина, см 42+СД-О.З
52*0.1-0.3

длина, см 10.000^. 000
Лилейная деформация в trpo- 
дольном и поперечном нап­
равлении, % £ 0 .0 5
Оптическая плотность эмали за си­
ним и зеленям светофильтрами, един. _ > 2 .5
Оптическая плотность основы 
после снятия авали, един. 4  0.20
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1.5. Планка ОГС-Я неактпигчян я ультрафиолетовой зоне спектра* 
Рекомендуе:1Ые Источника света при работа с ней -  лампы ЛУФ 
и дуговой фонарь.

1.6. В предлагаешь технологии негативные пасхи предуенвтрква- 
ется изгэтавливоть нч пленке СГС-П методом механического 
гравир вакся с госллчуггам снятием эмал* с отгравирован- 
ннх участков гриля1 зда.

1 .7. ЗоспроизаедейН’» кзобрааешм маски нг саеточувствительные 
планки Фото1Гнт-прозр<*чная и днаконт осуществляется мето­
дом однократного или многократного копирования путем сов­
мещения масок но кгисгрольпым крестам.

1.8. Х1с.шко-фо то граф веская обработка экспонированных копий на 
пленке Фзтоконт-прозрачпая Выполняется в соответствии с 
PTW-7-67-80,

1.9. Б предлагаемой технологии пленка ОГС-Я используется вза­
мен пленок со съемным слоем типа Бенди Коул, Стрип Коут, 
Пил Коут (нпонпя). Копользование пленки йотэкоят-прозрач- 
лат и ^иаконт позволяет исключать лабораторные способы „о- 
лива светочувствительного слоя и использование импортных 
пластиков типа Диамат, Лумиррор, Мелинекс, Хостафан и др.

1 .10. Применение рекомендуемой технологии позволяет сократить 
технологический цикл фотолабораторией обработки я иски- 
чить операции:
-  изготовление голубых светокопий на юв&тнвх пластиках;
-  получение промежуточных копей с масок заливок и сеток;
-  фотолаборатория обработка (проявление, крашение,сушка);
-  составление и нанесение светочувствительных коыпозяциС,

2 .11. Сокращение числа операций уменьшает объем ручного труда 
и повыпает его пропзвсиительность примерно на 30£ на фо- 
толобораторных процессах при подготовке карт к изданию.

1 .12. Прошение пленки ОГС-П повышает культуру производства и 
облегчает труд чертежников по изготовлению масок на синих 
копиях с использованием метода черчения н технической ре-
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Г. 13.Внедрение указанных слиок а тоиогг^о-геодеэлчесгое и 
картографическое производство н<» требует технически •'о пе­
ревооружения процео он ®отолчбосатг)тпой обработки, за ::с- 
ключеетем за-'е/н источника света.'

2. С1ЖСАНЩ ГгХЧОЛСГИЧЗСКОГО ПТОДВССА

2.1. Н е г а т и в н ы е  м а с к и  ф о н о в ы х  э л е м е н т о в  и з г о т а в л и в а ю т  м е т о д о м  

м е х а н и ч е с к о г о  г р а в и р о в а н и я  д л я  с л е д у ю щ и х  п л о щ а д е й  ф о н о в ы х  

э л е м е н т о в  и з д а в а е м ы х  к а рт и  планов:

л е с о в ,  парков, са до в, п л а н т а ц и й  д р е в е с н ы х  к у л ь т у р ;  к а р л и ­

к о в ы х  л е с о в ,  м о л о д ы х  п о с а д о к  леса, п о р о с л и  л е с а ,  « к о с н ы х  

з а р о с л е й  т а т а р н и к о в ,  г а з о н о в ;  боло т; к в а р т а л о в  с  п р е о б ­

л а д а н и е м  о г н е с т о й к и х  ст р о е н и й ;  к в а р т а л о в  н а  п л а н а х  г о р о ­

д о в; п е с к о в  и  др.

2 . 1. 1. Л и с т  п л е н к и  О Г С - П ,  ф о р м а т о м  н а  5 с м  п р е в ы ш а ю щ и м  р а з м е р  

р а м о к  л и с т а  к а рт ы, н а к л а д ы в а е т  н а  с т о л е  с н и ж н и м  о с в е ­

щ е н и е м  н а  с о в м е щ е н н ы й  и з д а т е л ь с к и й  д и а п о з и т и в  и  с к р е п ­

л я ю т  л и п к о й  л е н т ой . М а с к а  п л о щ а д е й  в о д н ы х  п р о с т р а н с т в  

м о ж е т  б ы т ь  п о л у ч е н а  п о  д и а п о з и т и в у  р а с ч л е н е н н о г о  о р и г и ­

н а л а  г и д р о г р а ф и и .

2 . 1. 2. В ы р е з а н и е  э м а л и  н а  п л е н к е  п р о в о д я т  м е т о д о м  г р а в и р о в а н и я  

п о  к о н т у р у  с  и с п о л ь з о в а н и е м  с п е ц и а л ь н ы х  р е ж у щ и х  и н с т р у ­

ментов. В  к а ч е с т в а  п о с л е д н и х  м о ж е т  и с п о л ь з о в а т ь с я  л ю б о й  

г р а в и р о в а л ь н ы й  и н с т р у м е н т :  к р и в о н о ж к а ,  л а с т о ч к а ,  д в о й ­

н о й  р е з е ц  и  т.д. с  н а п а я н н ы м и  л е з в и я м и  б е з о п а с н о й  брит­
в ы .  П р и  о б в е д е н и и  р е з ц о м  л и н и й  к о н т у р е  а необходимо с л е ­

д и т ь  з а  тем, ч т о б ы  р е з е ц  н е  п р о р е з а л  о с п  в ы  ш г е я г н  ОГ С- П. 

Э м а л ь  а о т г р а в и р о в а н н ы х  у ч а с т к о в  м а с к и  л е г к о  с н и м а е т с я ,  
е с л и  о д и н  в ы р е з а н н ы й  к о н е ц  п р и п о д н я т ь  с к а л ь п е л е м .

2 . Г. З. Н а  л и с т е  п л е н к и  G F C - П  в  с о о т в е т с т в у ю щ и х  е ю  м е с т а х  г р а ­

в и р у ю т  а  о с в о б о ж д а ю т  о т  с ъ е м н о г о  с л о я  с  п о м о щ ь ю  л а н ц е т а  

о к н а  д л я  н а к л е й к и  н е г а т и в н о г о  и з о б р а ж е н и я  к р е с т о в  в н у т ­

р е н н е й  р а м к и  к а р т а ,  н а з в а н и я  о р и г и н а л а  м а с к и ,  н о м е н к л а ­

туры, г р и ф а  с е к р е т н о с т и  и  др.



РТМ 7-120-82 Сто. S

2 .1 .4 . Выполняют текстовое оформление маски путем наклейка не­
гативных изображений в освобожденные окна Например: 
ГиПЖЛ  в е ж .! ПРОСТРАНСТВ M-34-I42-A. СЕКРЕТНО ИЛИ
SАЛПВлА К ТТКА ГЛО^ШЛ ЛРЕВЕСНОЧ РАСТИЕШЮСТИ 
M-34-I42-A. ГЗКРЕГЛО, ИСПОЛЬЗОВАН РАСТР 34 лин/см.

2.1 .5 . Гравирование масо.. заливок выполняют точно по контуру. 
Фоновые элементы карты, изображаешь растром, которые 
располагаются внутри или частично граничат с фоновым 
элементом кари; одного цвета, нрл гр.вировании экояту- 
р.павтся приближенно о перекрытием в сторону соседнего 
фонового элемента. Например, граница низкорослой расти­
тельности с лесом гравируется с перекрытием в контуре 
леса.

2.2. Проводят самокорроктуру к корректуру негативных масок вы­
даваемой карты. В случае ошибочного удаления эмали в мас­
ку вносятся необходимые исправления. Ошибочно открытые 
участки ретушируют или заклеивают эмалью. При этом откры­
тые учестки смачивают этиловым спиртом. Эмаль, взятую о 
этою участка и л и вырезанную повторно накладывают на от­
крытый участок и притирают. Небольшие пробелы закрашива­
ют черной тушью иля ретушерной краской.

2 .3 . Изготовленные негативные маски каждою листа карты или 
плана группируют по цветовому признаку. При этом в i задам 
конкретном случае возможны три варианта.

2 .3 .1 . Маски в комплекте материалов не группируются по цвето­
вому признаку. 3 этом случае с масок на пленка Фотоконт- 
-проэрачнея подучают копли-двапознтявы заливок я диапо­
зитивы сеток.

2 .3 .2 . Маски в комплекте листа группируются по цветовому приз­
наку. В этом варианте поручают совмещенные диапозитивы 
заливок и сеток. Налртаер, маски лесов, садов в низко­
рослой растительности служат для с лучения совмещенно­
го диапозитива задшк-в: и сетка древесной растительности.
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2.3.3» Негативные маски группируются по цветовому признаку о 
одним из штриховых диапозитивов расчлененного издатель­
ского оригинала. В атом случае диапозитивы, полученные 
о масок и диапозитив расчлененного оригинала использую» 
тел при фотографировании на бессеребряную прямо позитив­
ную пленку Диаконт. Например, диапозитив маски сетки 
площади водных пространств и штриховой диапозитив гид­
рографии фотонроектируюг на светочувствительную плен­
ку Диакэнт.

2.4. Экспонирование масок заливок и сеток выполняют на бесов» 
ребрявую плеяду в ультрафиолетовой зоне спектра (320-460 нм)

2.4.1. Лист светочувствительной пленки Фотоконт-прозрачная на» 
кладывают эмульсионной стороной па совмещенный диапози­
тив издательского оригинала листа карты или плана. На 
обратную оторону листа плевки наносят тушью перекрестия 
углов внутренних рамок трапеций. Для окопенкрования ма­
териалы точно совмещают по крестам и укладывают в копи­
ровальной раме по схемам,приведенным для случав 2 .3 .X. 
нас тощего FTM и рис. I  и 2.Маску сетки (маску заливки) 
и планку Фотоконт-прозрачная при укладка располагают 
эмульсионной стороной друг к другу.
После совмещения углов рамок листы пленок скрепляют лип­
кой лентой и экспонируют. Время экспонирования1.3 мши

Pta. I  Вне. 2
где I  -  маска заливки или маска сетки,

2 -  фотоматериал
3 -  источник света
4 -  негативный растр.
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2.4 .2 . Для пункта 2 .3 .2 , PtM экспонированная копня маски н не­
гативный растр удаляют и заменяют на шоку заливки или 
маоцу сетки фоновых элементов карты или плана, печатаю­
щихся на корта одним .цветом. Посла совмещения углов ра­
мок выполняется повторное экспонирование на тот ке лист 
пленкн Фотоконт-проэрзчная. Время вторичного экспониро­
вания составляет* 2 мин.

2 .4 .3 . В случае 2 .3 .3 , диапозитивы маски заливки (маски сетки) 
и диапозитив раочхоненнэгэ издательского оригинала (пе­

чатающиеся одним цветом), совмещенные по углам рамок, 
накладывают на лист светочувств;, тельной пленки Диаконт 
в соответствия о Рио. 3.

2.5 . Экспонированная копия подвергается хпшко-фотографвчао- 
кой обраоотке, установленной для пленки аотокойт-проврач- 
яая (Р1Т.1 7-67-80), которая завершается получением диасэ- 
знтива маски заливки иди диапозитива маски оетки для цу- 

в такне совмещенных диапоавтивов заливок и 
гнкта 2 .4 .2 . настоящего РТМ.

А

I/ПипиШЛШШШШГ 1 ,\\\\\\\\Ч\̂\\\\\\\\\>
'— --------- —Ь  

_ _ о
Рис. 3

-  пленка Диаконт
-  диапозитив расчлененного издательского оригинала
-  диапозитив маски заливки (диапозитив маски сетки)
-  источник света
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3. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ПЛЕНКИ ОПМТ

3.1. Плевка кренится в вентилируемы складохэм помещении при 
температуре 14-22°С и отаосительыой вмятости воздуха
50- 7055.

3.2. Пленку СГС-Я рекомендуется хранить на стеллажах, располо­
женных на расстоянии ее менее 0.5 м от пола и не менее
I м от отопительных приборов.

3.3. Короб.® и пеналы должны быть защищены от воздействия 
прямых солнечных лучей.

3.4. В производственных подразделениях рулоны о пленкой долж­
ны храниться в заклеенных полиэтиленовых пахе так.



Г'ТМ 7- 12П-82  С тр . 9

СОЛКРГАЫй

Стр-

1. Общие положения ...................  2

2. Описание твхюлоглчес^х'л процесс* ... 4

3 .  У сл о ви я  х р а н е н ^ ! плеш ш  ОГР—Т! ...................



Старший ивами ар ОШ 

Рая рабо гики ftHi

?.̂ Щрго»

Начальник тегаалогиивской*^
лаборатории, к.т.я. rfP ?4J-- j  О.В.Портяоая

Старший пкиенер, к.т.я. Н.Г.БврабШоиа

, Тираж Т О О  а » .___________
’ЛНИИГАиК. Доп.тир.1 5 0 . Зак.4 0 7 - 8 3 .

РТМ 7-120-82

https://meganorm.ru/mega_doc/norm/gost_gosudarstvennyj-standart/11/gost_23342-91_izdeliya_arkhitekturno-stroitelnye_iz.html

